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摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置和液晶显示装置的制造方法，其中，即使
通过完成曝光对基板进行取向处理，也能够抑制显示画面上的接合线的
产生，提高成品率。在液晶显示装置中通过几次曝光使基板包括各自具
有两个或多个畴的像素。本发明是一种液晶显示装置的制造方法的制造
方法，该液晶显示装置包括：一对相对的基板;在一对相对的基板之间形
成的液晶层;以及在所述一对相对基板中的至少一个基板的液晶层侧表面
上布置的取向膜，以及在像素中具有两个或更多个取向方位角不同的区
域的液晶显示装置，其中所述制造方法包括曝光以这样的方式曝光取向
膜的步骤：通过每个曝光区域中的光掩模将衬底平面分成两个或更多个
曝光区域，并且在曝光步骤中，以相邻的两个曝光区域具有的方式进行
曝光。相邻的两个曝光区域彼此部分重叠的重叠曝光区域，并且光掩模
具有对应于重叠曝光区域的半色调部分。
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